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Motivation

Ziel: Edelstahl mit hoher Oberflachenharte und VerschleiBwiderstand

Stand der Technik: Harten von Stahl
Hartetiefe: pm-Bereich
Diffusionskontrollierte Verfahren

T > 500°C

Problematik Edelstahl: T > 400 °C : Abbau der Chromoxidschicht

T < 400 °C : Chromoxidschicht = Diffusionsbarriere
far Nitride

Lésung: Harten mittels N,-Ionenstahl (Energie < 5keV) & PIII
1. Abtragung der Chromoxidschicht
2. Implantation von N,-Ionen und anschlieBende thermische Diff.
3. Naturliche Regeneration der Chromoxidschicht nach dem Prozess
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LEI
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Vergleich LEI - PIII - PN
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Vergleich LEI - PIII - PN

++ groBBe Flachen + Stlckzahlen -- bei komplexen Geometrien
E ++ Substrat auf Massepot. Probenbewegung natig
= + 0,5-5keV unter der Grenze - teilweise Substrat heizen
der Réntgenverordnung
-- Mind. Abstand zw. Proben
= ++ komplexe Probengeometrien - P.Iasma.randschicht
E + keine zusatzliche Substratheizung =~ MeISt > b'_s' 40 keVv
- Implantation aller pos.
Ionen aus dem Plasma
++ einfacher Anlagenbau - hohe Temp. (400-600°C)
E + Diffusionstiefe bis 0,1 mm ; .zusatzl. K_OW'SChUt_Z notig
+ 0,5- 10 mbar -- keine Ionenimplantation
— nur Diffusion
.
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Experiment
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Experiment
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Experiment
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Industrielle Umsetzung

= hohe Harte und VerschleiBwiderstands-Steigerungen

Voraussetzung

= eine exakte Probencharakterisierung

= Proben mussen vakuumbestandig sein

= ein Technologie angepasster Anlagenbau
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Industrielle Umsetzung

LEI - Kammer
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Zusammenfassung

¥ Korrosion + # Harte/VerschleiBwiderstand

= Vergleich unbehandelter und behandelter Substrate

= LEI mit Ar-Ionen; Erwarmung ohne LEI in Luft und Ar — Atmosphare

= Ausblick: ICP; Probenheizung

Vorbehandlung

= Notwendigkeit der Vorreinigung der Substrate?
= Implantation bei kaltverfestigten Proben madglich?
= Einfluss der OF-Rauhigkeit?

Industrielle Uberfiihrung

= Uberfiihrung der Parameter vom Labor in die Industrie
= Berlcksichtigung der speziellen Probengeometrie
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